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In an installation (20) for the wet chemical
trestment of substrates (25) in a contsiner (21) :
of treatment fluid (23), with a lifting device for 20
inserting and removing at least one substrate holkder
(17) and the substrates, continuous lifting in and /
out is attained in that the lLifting out device has
2 first transport slide for the substrates (25) and a Py
second transport slide for the substrate holder (17). 22
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Bel einer Anlage (20) zur chemischen
NafSbehandlung von Substraten (25) in cinem =
(23) enthaltenden Behiilter .

ein Behandlungsfiuid

(21), mit einer Aushubvorrichtung zum Ein- und
Ausbringen wenigstens eines Substrattriigers (17)
und der Substrate (25) wird ein kontinuierliches
Aus- bzw. BEinheben dadurch emreicht, daB die
Aushubvorrichtung einen ersten Transportschlitten F7

for die Substrate (25) und einen zweiten 7 3
Transportschlitten for den Substrattriger (17)
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